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(57) Hauptanspruch: System (100) zur Bildung eines licht-
gestitzten Plasmas (104), umfassend:

eine Beleuchtungsquelle (111), ausgebildet um Beleuch-
tung (107) zu erzeugen,;

eine Plasmazelle (102), welche beinhaltet:

ein Transmissionselement (108), das eine oder mehrere
Offnungen (109a, 109b) hat und dazu ausgebildet ist, ein
Gasvolumen (103) einzuschliel3en;

einen oder mehrere Endflansche (110, 112), die an oder
nahe der einen oder den mehreren Offnungen (109a,
109b) des Transmissionselements (108) angeordnet sind;
einen oder mehrere freie Flansche (113), die zwischen
mindestens einem der Endflansche (110, 112) und dem
Transmissionselement (108) angeordnet sind, wobei der
eine oder die mehreren freien Flansche (113) beweglich
sind, um eine thermische Ausdehnung des Transmissions-
elements (108) auszugleichen; und

ein Kollektorelement (105), welches dazu angeordnet ist,
die Beleuchtung (107) von der Beleuchtungsquelle (111)
in das Gasvolumen (103) zu fokussieren, um innerhalb
des in der Plasmazelle (102) eingeschlossenen Gasvolu-
mens (103) ein Plasma (104) zu erzeugen,

wobei das Plasma (104) Breitbandstrahlung emittiert,
wobei das Transmissionselement (108) der Plasmazelle
(102) zumindest teilweise transparent ist fir zumindest
einen Teil der von der Beleuchtungsquelle (111) erzeugten

Beleuchtung (107) und zumindest einen Teil der von dem
Plasma (104) emittierten Breitbandstrahlung.
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Beschreibung
Verweis auf verwandte Anmeldung

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht den
Nutzen gemaR 35 U.S.C. § 119(e) der provisorischen
US-Anmeldung Nummer 61/916,048, eingereicht am
13. Dezember 2013, mit dem Titel Floating Flange
Cell Design, wobei llya Bezel, Anatoly Shchemelinin
und Amir Torkaman als Erfinder benannt sind, wel-
che hierin durch Bezugnahme in ihrer Gesamtheit
aufgenommen wird.

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf plasmabasierte Lichtquellen und insbeson-
dere auf eine Plasmazelle, die mit einem oder meh-
reren freien Flanschen ausgestattet ist.

Hintergrund der Erfindung

[0003] Mit der wachsenden Nachfrage nach integ-
rierten Schaltkreisen mit immer kleineren Struktur-
merkmalen wachst auch der Bedarf an verbesserten
Beleuchtungsquellen zur Inspektion dieser stets klei-
ner werdenden Bauelemente. Eine derartige
Beleuchtungsquelle beinhaltet eine lasergestutzte
Plasmaquelle. Lasergestutzte Plasmalichtquellen
sind in der Lage, Breitbandlicht hoher Leistung zu
erzeugen. Lasergestutzte Lichtquellen arbeiten,
indem sie Laserstrahlung in ein Gasvolumen fokus-
sieren, um das Gas, etwa Argon oder Xenon, in einen
Plasmazustand anzuregen, der in der Lage ist, Licht
zu emittieren. Dieser Effekt wird typischerweise als
.,Pumpen® des Plasmas bezeichnet. Typische Konfi-
gurationen von Plasmazellen bieten keinen adaqua-
ten Widerstand gegen Umgebungen mit hoher Tem-
peratur und hohem Druck, was die Integritdt der
Dichtungen, den Korpus der Plasmazelle und die
Qualitat der Atmosphare innerhalb der Plasmazelle
beeintrachtigt. Daher wéare es winschenswert, ein
System und ein Verfahren bereitzustellen, um Defi-
zite wie die vorgenannten zu beseitigen.

[0004] Das US-Patent US 5 892 328 A offenbart
eine Plasmardhre mit einem Flansch, die in einem
Gehause untergebracht ist. Das Gehduse umfasst
eine Halterung, welche mit dem Flansch zusammen-
wirkt.

[0005] Die US-Patentanmeldung
US 2013 / 0 106 275 A1 betrifft eine nachfillbare
Plasmazelle fir eine lasergestutzte Plasmalicht-
quelle, mit einer Zufiihrung fir Gas von einer Gas-
quelle.

[0006] Die japanische Patentanmeldung JP 2007-
48 516 A beschreibt eine Plasmaerzeugungsvorrich-
tung. Einer Entladungsrohre kdnnen Gas und Mikro-
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wellen zugeflhrt werden. Die Entladungsrohre ist
zumindest teilweise von einer Kiihlréhre umgeben,
welche ein erstes Réhrensegment aufweist, das die
Entladungsréhre in variablem Abstand umschlief3t,
und ein zweites Réhrensegment, welches das erste
Réhrensegment umgibt.

Ubersicht

[0007] Ein System zur Bildung eines lichtgestiitzten
Plasmas wird offenbart, gemaR einer beispielhaften
Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung. In
einer beispielhaften Ausfiihrungsform beinhaltet das
System eine Beleuchtungsquelle, die dazu ausgebil-
det ist, Beleuchtung zu erzeugen. In einer anderen
beispielhaften Ausfiihrungsform beinhaltet das Sys-
tem eine Plasmazelle. In einer beispielhaften Aus-
fuhrungsform beinhaltet die Plasmazelle ein Trans-
missionselement, das eine oder mehrere Offnungen
hat, und dazu ausgebildet ist, ein Gasvolumen einzu-
schliel3en; einen oder mehrere Endflansche, die an
oder nahe der einen oder den mehreren Offnungen
des Transmissionselements angeordnet sind; und
einen oder mehrere freie Flansche, die zwischen
zumindest einem der Endflansche und dem Trans-
missionselement angeordnet sind. In einer anderen
beispielhaften Ausfliihrungsform sind der eine oder
die mehreren freien Flansche beweglich, um eine
thermische Ausdehnung des Transmissionsele-
ments auszugleichen. In einer anderen beispielhaf-
ten Ausfiihrungsform beinhaltet das System ein Kol-
lektorelement, das dazu angeordnet ist, die
Beleuchtung von der Beleuchtungsquelle in das
Gasvolumen zu fokussieren, um in dem in der Plas-
mazelle eingeschlossenen Gasvolumen ein Plasma
zu erzeugen. In einer anderen beispielhaften Ausfih-
rungsform emittiert das Plasma Breitbandstrahlung.
In einer anderen beispielhaften Ausflihrungsform ist
das Transmissionselement der Plasmazelle zumin-
dest teilweise transparent fir zumindest einen Teil
der von der Beleuchtungsquelle erzeugten Beleuch-
tung und zumindest einen Teil der vom Plasma emit-
tierten Breitbandstrahlung.

[0008] Eine Plasmazelle zur Bildung eines lichtge-
stltzten Plasmas wird offenbart, gemaR einer bei-
spielhaften Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung. In einer beispielhaften Ausfiihrungsform
beinhaltet die Plasmazelle ein Transmissionsele-
ment, das eine oder mehrere Offnungen hat und
dazu ausgebildet ist, ein Gasvolumen einzuschlie-
Ren. In einer anderen beispielhaften Ausfiihrungs-
form beinhaltet die Plasmazelle einen ersten End-
flansch, der an oder nahe der einen oder den
mehreren Offnungen des Transmissionselements
angeordnet ist. In einer anderen beispielhaften Aus-
fihrungsform beinhaltet die Plasmazelle einen zwei-
ten Endflansch, der an oder nahe dem einen oder
den mehreren Offnungen des Transmissionsele-
ments angeordnet ist. In einer anderen beispielhaf-
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ten Ausfiihrungsform beinhaltet die Plasmazelle min-
destens einen freien Flansch, der zumindest zwi-
schen dem ersten Endflansch oder dem zweiten
Endflansch und dem Transmissionselement ange-
ordnet ist. In einer anderen beispielhaften Ausfih-
rungsform ist der mindestens eine freie Flansch
beweglich, um eine thermische Ausdehnung des
Transmissionselements auszugleichen. In einer
anderen beispielhaften Ausfuhrungsform ist der min-
destens eine freie Flansch dazu ausgebildet, das
innere Volumen des Transmissionselements einzu-
schlieRen, um ein Gasvolumen innerhalb des Trans-
missionselements einzuschlief3en. In einer anderen
beispielhaften Ausflhrungsform ist das Transmis-
sionselement dazu ausgebildet, Beleuchtung von
einer Beleuchtungsquelle zu empfangen, um ein
Plasma innerhalb des Gasvolumens zu erzeugen.
In einer anderen beispielhaften Ausfiihrungsform
emittiert das Plasma Breitbandstrahlung. In einer
anderen beispielhaften Ausfihrungsform ist das
Transmissionselement zumindest teilweise transpa-
rent fir zumindest einen Teil der von der Beleuch-
tungsquelle erzeugten Beleuchtung und zumindest
einen Teil der vom Plasma emittierten Breitband-
strahlung.

[0009] Es wird eine Plasmazelle zur Bildung eines
lichtgestltzten Plasmas offenbart, gemaf einer bei-
spielhaften Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfin-
dung. In einer beispielhaften Ausflihrungsform bein-
haltet die Plasmazelle ein Transmissionselement,
das eine oder mehrere Offnungen hat und dazu aus-
gebildet ist, ein Gasvolumen einzuschlie3en. In einer
anderen beispielhaften Ausfiihrungsform beinhaltet
die Plasmazelle einen oder mehrere Endflansche,
die an oder nahe dem einen oder den mehreren Off-
nungen des Transmissionselements angeordnet
sind. In einer anderen beispielhaften Ausfiihrungs-
form beinhaltet die Plasmazelle einen oder mehrere
freie Flansche, die zwischen mindestens einem der
Endflansche und dem Transmissionselement ange-
ordnet sind, wobei der eine oder die mehreren freien
Flansche beweglich sind, um eine thermische Aus-
dehnung des Transmissionselements auszuglei-
chen. In einer anderen beispielhaften Ausfiihrungs-
form ist das Transmissionselement dazu
ausgebildet, Beleuchtung von einer Beleuchtungs-
quelle zu empfangen, um ein Plasma innerhalb des
Gasvolumens zu erzeugen. In einer anderen bei-
spielhaften Ausfihrungsform emittiert das Plasma
Breitbandstrahlung. In einer anderen beispielhaften
Ausfuhrungsform ist das Transmissionselement
zumindest teilweise transparent fur zumindest einen
Teil der von der Beleuchtungsquelle erzeugten
Beleuchtung und zumindest einen Teil der vom
Plasma emittierten Breitbandstrahlung.

[0010] Es seiangemerkt, dass sowohl die vorausge-
hende allgemeine Beschreibung als auch die fol-
gende detaillierte Beschreibung lediglich beispielhaft
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und erklarend sind und nicht notwendigerweise die
beanspruchte Erfindung einschranken. Die beigeflg-
ten Zeichnungen, die der Beschreibung eingegliedert
sind und einen Teil von ihr bilden, verdeutlichen Aus-
fuhrungsformen der Erfindung und dienen zusam-
men mit der allgemeinen Beschreibung dazu, die
Prinzipien der Erfindung zu erklaren.

Figurenliste

[0011] Die zahlreichen Vorteile der Offenbarung
kénnen vom Fachmann besser verstanden werden
durch Bezugnahme auf die beigefligten Zeichnun-
gen, in denen:

Fig. 1A eine hochgradig schematische Ansicht
eines Systems zur Bildung eines lichtgestiitzten
Plasmas ist, gemaR einer Ausfuhrungsform der
vorliegenden Erfindung.

Fig. 1B eine hochgradig schematische Ansicht
einer Plasmazelle ist, die mit Verbindungssta-
ben ausgestattet ist, geman einer Ausflihrungs-
form der vorliegenden Erfindung.

Fig. 1C eine hochgradig schematische Ansicht
einer mit Rippen versehenen Plasmazelle ist,
gemal einer Ausfihrungsform der vorliegenden
Erfindung.

Fig. 1D eine schematische Ansicht eines Endes
einer mit Rippen versehenen Plasmazelle ist,
gemal einer Ausfihrungsform der vorliegenden
Erfindung.

Fig. 1E eine hochgradig schematische Ansicht
einer Plasmazelle ist, die einen oder mehrere
Verbindungsstabe zum Kuhlmitteltransport hat,
gemal einer Ausfihrungsform der vorliegenden
Erfindung.

Fig. 1F eine hochgradig schematische Ansicht
einer Plasmazelle ist, die einen oder mehrere
Verbindungsstdbe zur Warmeleitung hat,
gemal einer Ausfihrungsform der vorliegenden
Erfindung.

Fig. 1G eine hochgradig schematische Ansicht
einer Plasmazelle ist, die mit einem oder mehre-
ren Strahlungsabschirmelementen ausgestattet
ist, gemal einer Ausfihrungsform der vorlie-
genden Erfindung.

Fig. 1H eine hochgradig schematische Ansicht
einer Plasmazelle ist, die mit einem oder mehre-
ren Strahlungsabschirmelementen ausgestattet
ist, gemal einer Ausflhrungsform der vorlie-
genden Erfindung.

Fig. 11 eine hochgradig schematische Ansicht
einer Plasmazelle ist, die mit einem oder mehre-
ren Elementen zur Steuerung der Fahne ausge-
stattet ist, gemaR einer Ausflhrungsform der
vorliegenden Erfindung.
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Fig. 1 J eine hochgradig schematische Ansicht
einer Plasmazelle ist, die innerhalb des Kollek-
tors/Reflektors angebracht ist, gemal einer
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0012] Nun wird im Detail auf den offenbarten
Gegenstand Bezug genommen, der in den beigefiig-
ten Zeichnungen dargestellt ist.

[0013] Unter allgemeiner Bezugnahme auf die
Fig. 1A bis Fig. 1J wird ein System zur Erzeugung
eines lichtgestltzten Plasmas beschrieben, geman
der vorliegenden Offenbarung. Ausfiihrungsformen
der vorliegenden Erfindung sind auf die Erzeugung
von Breitbandlicht mit einer lichtgestitzten Plasma-
lichtquelle gerichtet. Ausfiihrungsformen der vorlie-
genden Erfindung stellen eine Plasmazelle bereit,
die mit einem Transmissionselement ausgestattet
ist, das transparent ist sowohl fiir das Pumplicht
(z.B. Licht von einer Laserquelle), das zur Aufrecht-
erhaltung eines Plasmas innerhalb der Plasmazelle
verwendet wird, als auch fir Breitbandlicht, das von
dem Plasma emittiert wird. Ausfiihrungsformen der
vorliegenden Erfindung kénnen einen zwischenlie-
genden freien Flansch und/oder ein Kompressions-
dichtungselement bereitstellen, das zwischen dem
Transmissionselement und einem Endflansch der
Plasmazelle angeordnet ist. Der zwischenliegende
freie Flansch und/oder das Kompressionsdichtungs-
element sorgen fir den Ausgleich thermischer Aus-
dehnung verschiedener Komponenten der Plasma-
zelle, etwa des Transmissionselements und der
Verbindungsstabe. Die Verbindungsstabe der Plas-
mazelle der vorliegenden Offenbarung kénnen dazu
dienen, die verschiedenen Dichtungen der Plasma-
zelle vorzubelasten. Ausfiihrungsformen der vorlie-
genden Erfindung kdénnen auch verschiedene
Steuerelemente (z.B. Temperatursteuerung, Kon-
vektionssteuerung und dergleichen) bereitstellen
und/oder Schutzelemente (z.B. Strahlungsabschir-
mung und dergleichen), die an einen oder mehrere
Teile der Plasmazelle gekoppelt oder darin integriert
sind, etwa einen oder mehrere Flansche (z.B. Metall-
flansche oder Keramikflansche) und/oder Kappen,
die dazu dienen, Offnungen des Transmissionsele-
ments der Plasmazelle zu begrenzen.

[0014] Es sei hier darauf hingewiesen, dass die Aus-
dehnungsausgleichsmerkmale, die von dem freien
Flansch und dem Kompressionsdichtungselement
der Plasmazelle der vorliegenden Offenbarung
bereitgestellt werden, es ermdglichen, dass fir die
Verbindungsstabe, das Transmissionselement und
die Flansche viele Arten von Materialien verwendet
werden, ohne Ricksicht auf thermische Ausdeh-
nungskoeffizienten der gegebenen Materialien. Fer-
ner ermdglichen diese Merkmale auch den Einsatz
der Plasmazelle der vorliegenden Offenbarung in
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erweiterten Bereichen von Temperatur, thermischen
Gradienten und inneren Driicken. Die Plasmazelle
der vorliegenden Erfindung reduziert die Notwendig-
keit, thermische Ausdehnungskoeffizienten der Ver-
bindungsstdbe und des Transmissionselements der
Plasmazelle aufeinander abzustimmen. Es wird
darauf hingewiesen, dass die Plasmazelle der vorlie-
genden Offenbarung die von den verschiedenen
Dichtungen auf das Transmissionselement wirkende
Kontaktspannung auf ein Niveau reduziert, das not-
wendig ist, um eine Beschadigung des Transmis-
sionselements zu vermeiden, aber zugleich die ada-
quate Kontaktspannung zur Aufrechterhaltung des
Druckes innerhalb des Transmissionselements auf-
rechterhalt. Eine derartige Konfiguration ermoglicht
den Betrieb der Plasmazelle in einem gréReren
Bereich von Temperatur und innerem Druck.

[0015] Fig. 1A-1J zeigen ein System 100 zur Bil-
dung eines lichtgestiitzten Plasmas gemal einer
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. Die
Erzeugung von Plasma innerhalb Inertgasarten wird
allgemein in der US-Patentanmeldung Nummer
11/695,348, eingereicht am 2. April 2007, und in
US-Patentanmeldung Nummer 11/395,523, einge-
reicht am 21 Marz 2006 beschrieben, welche hierin
in Ganze aufgenommen werden. Verschiedene Plas-
mazellkonfigurationen und Plasmasteuerungsme-
chanismen werden in US-Patentanmeldung Nummer
13/647,680, eingereicht am 9. Oktober 2012
beschrieben, welche hierin durch Verweis in Ganze
aufgenommen wird. Die Erzeugung von Plasma wird
ebenso allgemein in der US-Patentanmeldung Num-
mer 14/224,945, eingereicht am 25. Marz 2014
beschrieben, welche hierin durch Verweis in Ganze
aufgenommen wird. Plasmazelle und Steuermecha-
nismen werden ebenso beschrieben in der US-
Patentanmeldung Nummer 14/231,196, eingereicht
am 31. Marz 2014, welche hierin durch Verweis zur
Ganze aufgenommen wird. Plasmazelle und Steuer-
mechanismen werden ebenso beschrieben in der
US-Patentanmeldung Nummer 14/288,092, einge-
reicht am 27. Mai 2014, welche hierin durch Verweis
zur Ganze aufgenommen wird. Plasmazelle und
Steuermechanismen werden ebenso beschrieben in
der US-Patentanmeldung Nummer 13/741,566, ein-
gereicht am 15. Januar 2013, welche hierin durch
Verweis zur Ganze aufgenommen wird.

[0016] Bezugnehmend auf Fig. 1A enthalt das Sys-
tem 100 in einer Ausfiihrungsform eine Beleuch-
tungsquelle 111 (z.B. einen oder mehrere Laser),
die dazu ausgebildet ist, Beleuchtung einer ausge-
wahlten Wellenlange oder eines Wellenlangenberei-
ches zu erzeugen, etwa, ohne darauf beschrankt zu
sein, Infrarotstrahlung oder sichtbare Strahlung. In
einer anderen Ausfiihrungsform beinhaltet das Sys-
tem 100 eine Plasmazelle 102 zur Erzeugung oder
Aufrechterhaltung eines Plasmas 104. In einer ande-
ren Ausfiihrungsform beinhaltet das System 100 ein
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Kollektor-/Reflektor-Element 105 (z.B. ein ellipsoid-
formiges Kollektorelement), das dazu ausgebildet
ist, Beleuchtung, die von der Beleuchtungsquelle
111 ausgeht, in ein innerhalb der Plasmazelle 102
eingeschlossenes Gasvolumen 103 zu fokussieren.

[0017] In einer anderen Ausfiihrungsform beinhaltet
die Plasmazelle 102 ein Transmissionselement 108.
In einer anderen Ausfiihrungsform, wie in den
Fig. 1B-1H gezeigt, kann das Transmissionselement
108 eine oder mehrere Offnungen 109a, 109b haben
(z.B. obere Offnung 109a und untere Offnung 109b).
In einer Ausfihrungsform kénnen die eine oder die
mehreren Offnungen 109a, 109b an einem oder
mehreren Endbereichen des Transmissionsele-
ments 108 befindlich sein. In einer anderen Ausflih-
rungsform stehen die erste Offnung 109a und die
zweite Offnung 109b miteinander in fluider Verbin-
dung, derart, dass sich das innere Volumen des
Transmissionselements 108 ununterbrochen von
der ersten Offnung 109a zu der zweiten Offnung
109b erstreckt. Zum Beispiel kann, wie in den
Fig. 1B-1H gezeigt, eine erste Offnung 109a an
einem ersten Endbereich des Transmissionsele-
ments 108 befindlich sein, wahrend eine zweite Off-
nung 109b an einem zweiten Endbereich, gegenliber
dem ersten Endbereich, des Transmissionselements
108 befindlich sein kann.

[0018] In einer anderen Ausfiihrungsform, wie in
Fig. 1B-1H gezeigt, beinhaltet die Plasmazelle 102
einen oder mehrere Endflansche 110, 112. In einer
Ausfihrungsform sind der eine oder die mehreren
Endflansche 110, 112 an oder nahe der einen oder
den mehreren Offnungen 109a, 109b des Transmis-
sionselements 108 angebracht. Zum Beispiel kann
die Plasmazelle 102, ohne darauf beschrankt zu
sein, einen ersten Endflansch 110 (z.B. oberen
Flansch) und einen zweiten Endflansch (z.B. unteren
Flansch) beinhalten.

[0019] In einer anderen Ausfiihrungsform beinhaltet
die Plasmazelle 102 einen oder mehrere freie Flan-
sche 113. Beispielsweise kann ein freier Flansch 113
zwischen einem Endflansch, etwa dem Endflansch
112, und dem Transmissionselement 108 angeord-
net sein. In einer Ausfiihrungsform sind der eine
oder die mehreren freien Flansche 113 beweglich.
In dieser Hinsicht sorgt die Bewegung des einen
oder der mehreren freien Flansche 113 fur den Aus-
gleich der thermischen Ausdehnung einer oder meh-
rerer Komponenten der Plasmazelle 102, etwa, ohne
darauf beschrankt zu sein, des Transmissionsele-
ments 108. In dieser Hinsicht kann der freie Flansch
113 als ein zwischenliegender Flansch angesehen
werden, der zwischen einem Endflansch (z.B.
Flansch 110,112) und dem Transmissionselement
108 der Plasmazelle 102 liegt.
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[0020] In einer Ausfluhrungsform ist das Transmis-
sionselement 108 dazu ausgebildet, ein Gasvolumen
103 einzuschlief3en. In einer Ausfihrungsform sind
der erste Endflansch 110 (oder der zweite End-
flansch 112) und der freie Flansch 113 dazu ausge-
bildet, das innere Volumen des Transmissionsele-
ments 108 einzuschlieen, um ein Gasvolumen 103
innerhalb des Korpus des Transmissionselements
108 einzuschlielen. In dieser Hinsicht kdnnen der
erste Endflansch 110 und der freie Flansch 113
geschlossen sein, um ein geschlossenes Volumen
zu bilden, wenn die Flansche mit dem Transmis-
sionselement 108 in Kontakt sind. Es wird hier ange-
merkt, dass das geschlossene Volumen der Plasma-
zelle 102 auch mit einer oder mehreren Kappen,
etwa in Fig. 1J abgebildeten Kappen 133 und 136,
die hierin weiter beschrieben werden, gebildet wer-
den kann. In einer Ausflhrungsform beinhaltet die
Plasmazelle eine erste Kappe133, welche Gber Mon-
tageschrauben 138 an den ersten Endflansch 110
koppelbar ist. In einer anderen Ausfihrungsform
beinhaltet die Plasmazelle 102 eine zweite Kappe
136, welche Uber Montageschrauben 140 an den
zweiten Endflansch 112 koppelbar ist. In einer Aus-
fuhrungsform sind die erste Kappe 133 und die
zweite Kappe 136 dazu ausgebildet, das innere Volu-
men des Transmissionselements 108 einzuschlie-
Ren, um ein Gasvolumen 103 innerhalb des Korpus
des Transmissionselements 108 einzuschlielen. In
dieser Hinsicht kénnen der erste Endflansch 110
und der freie Flansch 113 offen sein, um ein
geschlossenes Volumen zu bilden, wenn die Kappen
133, 136 in Kontakt mit dem ersten Endflansch 110
und dem zweiten Endflansch 112 sind.

[0021] In einer anderen Ausflihrungsform beinhaltet
die Plasmazelle 102 ein Kompressionsdichtungsele-
ment 122, welches innerhalb einer Liicke zwischen
dem einen oder den mehreren freien Flanschen 113
und dem einen oder den mehreren Endflanschen
110, 112 angeordnet ist. In einer Ausfiihrungsform
beinhaltet das Kompressionsdichtungselement 122
eine unvollstdndig komprimierte Dichtung. Zum Bei-
spiel beinhaltet das Kompressionsdichtungselement
122, ohne darauf beschrankt zu sein, eine unvoll-
stdndig zusammengepresste C-Ring-Dichtung (z.B.
metallische C-Ring-Dichtung), eine E-Ring-Dichtung
(z.B. metallische E-Ring-Dichtung), oder eine O-
Ring-Dichtung (z.B. metallische O-Ring-Dichtung).
Als ein anderes Beispiel beinhaltet das Kompres-
sionsdichtungselement 122, ohne darauf beschrankt
zu sein, einen Balg.

[0022] Es wird hier angemerkt, dass das Kompres-
sionsdichtungselement 122 eine Dichtung zwischen
dem Transmissionselement 108 und dem freien
Flansch 113 bereitstellen kann, und zugleich eine
thermische Ausdehnung der verschiedenen Kompo-
nenten (z.B. des Transmissionselements 108) der
Plasmazelle 102 ermdglichen kann. Beispielsweise
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kann die thermische Ausdehnung des Transmis-
sionselements 108 die Verschiebung des freien Flan-
sches 113 verursachen (z.B. Verschiebung entlang
der vertikalen Richtung in Fig. 1B-1H), welcher wie-
derum das Kompressionsdichtungselement 122
zusammendrickt. Solch eine Konfiguration sorgt fiir
minimale, oder zumindest reduzierte, Kompressions-
spannung, und ermdglicht dadurch einen vergréRer-
ten Bereich von Betriebstemperaturen und tolerier-
baren thermischen Gradienten in einer oder
mehreren Komponenten (z.B. Transmissionsele-
ment 108, Verbindungsstabe 118 und dergleichen)
der Plasmazelle 102, ohne die Dichtung zwischen
dem Transmissionselement 108 und dem freien
Flansch 113 zu verletzen.

[0023] In einer anderen Ausfiihrungsform, wie in
den Fig. 1B-1H gezeigt, beinhaltet die Plasmazelle
102 eine oder mehrere Dichtungen 114. In einer Aus-
fihrungsform sind die Dichtungen 114 dazu ausge-
bildet, eine Dichtung zwischen dem Korpus des
Transmissionselements 108 und dem einen oder
den mehreren Endflanschen, etwa Endflansch 110,
und dem freien Flansch 113 bereitzustellen. Die
Dichtungen 114 der Plasmazelle 102 kénnen jegliche
bekannte Dichtungen umfassen. Zum Beispiel kon-
nen die Dichtungen 114, ohne darauf beschrankt zu
sein, eine Verl6tung, eine elastische Dichtung, einen
O-Ring, einen C-Ring, und E-Ring und dergleichen
beinhalten. In einer Ausflihrungsform kénnen die
Dichtungen 114 ein oder mehrere Metalle oder
Metalllegierungen beinhalten. Beispielsweise kon-
nen die Dichtungen 114 eine Weichmetalllegierung,
etwa, ohne darauf beschrankt zu sein, eine Legie-
rung auf Indium-Basis beinhalten. In einer anderen
Ausfuhrungsform kdnnen die Dichtungen 114 einen
indiumbeschichteten C-Ring beinhalten.

[0024] In einer anderen Ausflihrungsform beinhal-
ten der erste Endflansch 110 und/oder der zweite
Endflansch 112 und/oder der freie Flansch 113
einen oder mehrere Kihimittelkanale 116. Zum Bei-
spiel kdnnen die Kihlmittelkandle 116 dazu ausge-
bildet sein, ein Gas oder eine Flissigkeit zirkulieren
zu lassen, um den jeweiligen Flansch zu kihlen. Bei-
spielsweise kénnen die Kihimittelkandle 116 Was-
ser, Luft oder jegliches sonstige geeignete Warme-
tauscherfluid  zirkulieren  lassen. In  einer
Ausflihrungsform kénnen die Kihimittelkanale 116
eines gegebenen Flansches fluidisch mit einer exter-
nen Kihlmittelquelle gekoppelt sein, gemeinsam mit
weiteren Kihlmittelsystemkomponenten.

[0025] Es sei angemerkt, dass ein Betrieb der Zelle
bei hoher Leistung thermisches Management des
Transmissionselements 108 und der Flansche erfor-
dert. Beispielsweise kann eine niedrige Temperatur
der Dichtungsbereiche erforderlich sein, wenn
Indium als das Dichtungsmaterial verwendet wird,
welches eine Schmelztemperatur von 156,6°C hat.
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Es wird angemerkt, dass Betriebsbedingungen von
Glaskolben ohne das thermische Management der
vorliegenden Offenbarung viele hundert Grad Cel-
sius erreichen kdénnen. Thermisches Management
der oberen und unteren Flansche 110, 112 kann
durch thermische Kopplung der Flansche an
gekuhlte Endkappen 133, 136 (z.B. wassergekihlte
Endkappen) erreicht werden. Es wird ferner ange-
merkt, dass der freie Flansch 113 separate Kihlung
(z.B. Wasserkuhlung) erfordern kann, da die thermi-
sche Leitfahigkeit durch das Kompressionsdich-
tungselement 122 (z.B. C-Ring) fur die gegebene
Anwendung mdglicherweise nicht adaquat ist. Es
wird ferner angemerkt, dass thermisches Manage-
ment des Transmissionselements 108 Uber einen lei-
tenden Kuhlweg Uber das Kompressionsdichtungs-
element 122 zu den  gekihlten (z.B.
wassergekihlten) Komponenten erreicht werden
kann.

[0026] Es wird hier angemerkt, dass die Endflan-
sche 110, 112 und/oder die freien Flansche 113 aus
jeglichem bekannten geeigneten Material hergestellt
werden kénnen. Beispielsweise kdnnen die Endflan-
sche 110, 112 und/oder die freien Flansche 113 aus
einem metallischen und / oder einem keramischen
Material gebildet sein.

[0027] In einer anderen Ausfiihrungsform, wie in
Fig. 1B gezeigt, beinhaltet die Plasmazelle 102
einen oder mehrere Verbindungsstabe 118. In einer
Ausfihrungsform kénnen der eine oder die mehreren
Verbindungsstabe 118 der Plasmazelle 102 dazu
dienen, den einen oder die mehreren Endflansche
110, 112 an oder nahe den Offnungen 109a, 109b
zu befestigen. In einer Ausfiihrungsform kénnen der
eine oder die mehreren Verbindungsstabe 118 den
einen oder die mehreren Endflansche 110, 112 mit
Montageschrauben 127, 129 befestigen. In einer
anderen Ausfiihrungsform beinhaltet der freie
Flansch 113 ein oder mehrere Durchfiihrungslocher
115, die es dem einen oder den mehreren Verbin-
dungsstaben 118 ermoglichen, die Endflansche 110
und 112 mechanisch miteinander zu koppeln, wie in
Fig. 1B gezeigt. In einer anderen Ausfiihrungsform
sind das eine oder die mehreren Durchfiihrungsl6-
cher 115 des freien Flansches 113 und der eine
oder die mehreren Verbindungsstabe 118 derart
bemessen, dass sie eine Bewegung (z.B. Bewegung
entlang der vertikalen Richtung in Fig. 1B) des freien
Flansches 113 bei thermischer Ausdehnung (oder
Kontraktion) des Transmissionselements 108
ermdglichen. Zum Beispiel kénnen, im Falle eines
zylindrischen Transmissionselements 108, die Ver-
bindungsstabe 118 an einen ersten Flansch 109a
und einen zweiten Flansch 109b gekoppelt sein, der
sich am dem ersten Flansch 109a gegentiberliegen-
den Ende des Transmissionselements 108 befindet.
In dieser Hinsicht dienen die Verbindungsstabe 118
dazu, eine mechanische Kraft bereitzustellen, wel-
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che bestrebt ist, den oberen Flansch 110 am oberen
Ende des Transmissionselements 108 zu halten, und
den freien Flansch 113 (und den angehangten unte-
ren Flansch 112) am unteren Ende des Transmis-
sionselements 108 zu halten.

[0028] In einer anderen Ausfiihrungsform, wie in
Fig. 1B gezeigt, sind der eine oder die mehreren Ver-
bindungsstabe 118 der Fig. 1B dazu ausgebildet,
eine Vorspannung auf den Dichtungen 114 und/oder
dem Kompressionsdichtungselement 122 bereitzu-
stellen. In dieser Hinsicht dienen der eine oder die
mehreren Verbindungsstabe 118 dazu, eine Kom-
pressionsspannung fiir das Transmissionselement
108 bereitzustellen, die es ermoglicht, das Transmis-
sionselement 108 abzudichten. Es wird angemerkt,
dass diese Kompressionsspannung auf die Dichtun-
gen 114 und das Transmissionselement 108 es
ermoglicht, die Dichtungen bei hohen Betriebsdri-
cken innerhalb des Volumens 103 der Plasmazelle
102 aufrecht zu erhalten.

[0029] Das geringe Ausmal an Elastizitat des Kom-
pressionsdichtungselements 122 ermdglicht den
Ausgleich der thermischen Ausdehnung des Trans-
missionselements 108 und der Verbindungsstabe
118, welche die Endflansche 110, 112 zusammenhal-
ten. Ferner kann das Kompressionsdichtungsele-
ment 122 fir einen Ausgleich einer Verlangerung
der Verbindungsstabe sorgen, welche von dem inne-
ren Gasdruck des Gases innerhalb des inneren Volu-
mens 103 der Plasmazelle 102 verursacht wird. Es
wird angemerkt, dass die Kombination des Kompres-
sionsdichtungselements 122 und der Verbindungs-
stdbe 118 (oder Rippen 124) es ermoglicht, dass
die durch das Kompressionsdichtungselement 122
bereitgestellte groRe Flachendichtung unter Kom-
pressionsspannung bleibt, wahrend die Groflie der
Spannung relativ konstant gehalten wird, als eine
Funktion des inneren Gasdrucks der Plasmazelle
102 und der Temperatur des Transmissionselements
108 und der Verbindungsstabe 118 (oder Rippen
124).

[0030] Es wird ferner angemerkt, dass die Verwen-
dung einer groRen Kontaktflache fir die Dichtungen
114 eine gleichmallige Verteilung der Vorspannung
Uber das Ende des Transmissionselements 108
ermdglicht, und die Verwendung sproder Materialien,
etwa, ohne darauf beschrankt zu sein, CaF,, ermog-
licht. Zusatzlich ermdglicht die Verwendung einer
grofRen Kontaktflache der Dichtungen 114 mit sowohl
den Flanschen 110, 112, 113 als auch dem Transmis-
sionselement 108 einen guten thermischen Kontakt
zwischen den Flanschen 110, 112, 113 und dem
Transmissionselement 108. Solch eine Konfiguration
ermoglicht ein verbessertes thermisches Manage-
ment des Transmissionselements uber leitende Kuh-
lung durch die angrenzenden Dichtungen 114.

7/27

[0031] Es wird ferner angemerkt, dass, im Falle,
dass der Durchmesser des Kompressionsdichtungs-
elements 122 groRer ist als der Durchmesser der
Dichtungen 114 fir das Transmissionselement 108,
zusatzlicher Kompressionsdruck auf das Transmis-
sionselement 108 ausgelibt werden kann, wenn der
Zellinnendruck einmal erhdht ist. Solch zusatzlicher
Druck kann dazu dienen, den Verlust an Kompres-
sionsdruck auf das Transmissionselement 108 in
Folge der Verbiegung der Verbindungsstabe 118
(oder Rippen 124) auszugleichen. Ferner kann der
ausgleichende Druck bei der Aufrechterhaltung der
Vorspannung auf die Dichtungen des Transmissions-
elements 108 Uber einen groReren Bereich von
Betriebsdriicken helfen.

[0032] In einer anderen Ausfiihrungsform, wie in
Fig. 1C und Fig. 1D gezeigt, beinhaltet die Plasma-
zelle 102 eine oder mehrere Rippen 124. In einer
Ausfihrungsform kénnen die eine oder die mehreren
Rippen 124 (z.B. drei Rippen oder vier Rippen) der
Plasmazelle 102 dazu dienen, den einen oder die
mehreren Endflansche 110, 112 an oder nahe den
Offnungen 109a, 109b zu befestigen, in einer &hnli-
chen Weise wie die hier zuvor beschriebenen Verbin-
dungsstabe 118. In einer Ausfihrungsform kénnen
die eine oder die mehreren Rippen 124 den einen
oder die mehreren Endflansche 110, 112 mit Monta-
geschrauben 127, 129 befestigen. In einer anderen
Ausfihrungsform kann ein Stababschnitt der einen
oder der mehreren Rippen 124 durch Durchfiih-
rungslocher 115 reichen und dazu dienen, die End-
flansche 110 und 112 mechanisch zu koppeln, wie in
Fig. 1C gezeigt. In dieser Hinsicht dienen die Rippen
124, wie die Verbindungsstabe 118, dazu, eine
mechanische Kraft bereitzustellen, die bestrebt ist,
den oberen Flansch 110 an dem oberen Ende des
Transmissionselements 108 zu halten, und den
freien Flansch 113 (und den angehangten unteren
Flansch 112) an dem unteren Ende des Transmis-
sionselements 108 zu halten. Es ist ferner ersichtlich,
dass die Rippen geeignet dinn (und/oder keilférmig)
ausgestaltet werden koénnen, um die Abschattung
zwischen der Beleuchtungsquelle 111 und dem
Transmissionselement 108 und/oder dem Transmis-
sionselement 108 und dem Kollektorelement 105 zu
begrenzen. In einer weiteren Ausfihrungsform sind
die Rippen 124 dazu ausgebildet, die Plasmazelle
102 zu kuhlen, indem thermische Energie von
einem oder mehreren Bereichen der Plasmazelle
102 an eine umgebende Atmosphéare (z.B. Umge-
bungsluft) abgegeben wird.

[0033] In einer anderen Ausfiihrungsform, wie in
Fig. 1C gezeigt, sind die eine oder die mehreren Rip-
pen124 der Fig. 1C dazu ausgebildet, eine Vorspan-
nung auf die Dichtungen 114 und/oder das Kompres-
sionsdichtungselement 122 bereitzustellen. In dieser
Hinsicht dienen die eine oder die mehreren Rippen
124 dazu, eine Kontaktspannung zu dem Transmis-
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sionselement 108 bereitzustellen, die eine Abdich-
tung des Transmissionselements 108 ermdglicht.
Es wird wiederum angemerkt, dass diese Kompres-
sionsspannung auf die Dichtungen 114 und das
Transmissionselement 108, die von den Rippen 124
bereitgestellt wird, es ermdglicht, die Dichtungen bei
hohem Betriebsdruck innerhalb des Volumens 103
der Plasmazelle 102 aufrecht zu erhalten.

[0034] In einer Ausflihrungsform kann das Trans-
missionselement 108 jegliches bekannte ausge-
wabhlte Gas (z.B. Argon, Xenon, Quecksilber und der-
gleichen) enthalten, das geeignet ist, bei Absorption
geeigneter Beleuchtung ein Plasma zu erzeugen. In
einer Ausfuhrungsform fihrt das Fokussieren von
Beleuchtung 107 von der Beleuchtungsquelle 111 in
das Gasvolumen 103 dazu, dass Energie durch eine
oder mehrere ausgewahlte Absorptionslinien des
Gases oder Plasmas innerhalb des Transmissionse-
lements 108 absorbiert wird, wodurch die Gasart
~gepumpt® wird, um ein Plasma zu erzeugen oder
aufrechtzuerhalten. In einer anderen, wenn auch
nicht gezeigten, Ausfilhrungsform, kann die Plasma-
zelle 102 einen Satz Elektroden zur Initiierung des
Plasmas 104 innerhalb des inneren Volumens 103
des Transmissionselements 108 beinhalten, wobei
die Beleuchtung 107 von der Beleuchtungsquelle
111 das Plasma 104 nach Zindung durch die Elekt-
roden aufrechterhalt.

[0035] In einer anderen Ausflihrungsform emittiert
das Plasma 104, das innerhalb des Volumens 103
des Transmissionselements 108 erzeugt oder auf-
recht erhalten wird, Breitbandstrahlung. In einer Aus-
fihrungsform beinhaltet die vom Plasma 104 emit-
tierte Breitbandstrahlung zumindest
Vakuumultraviolettstrahlung (VUV). In einer anderen
Ausfihrungsform beinhaltet die vom Plasma 104
emittierte Breitbandstrahlung tiefultraviolette Strah-
lung (DUV). In einer anderen Ausfiihrungsform bein-
haltet die vom Plasma 104 emittierte Breitbandstrah-
lung ultraviolette Strahlung (UV). In einer anderen
Ausfliihrungsform beinhaltet die vom Plasma 104
emittierte Breitbandstrahlung sichtbare Strahlung.
Zum Beispiel kann das Plasma 104 kurzwellige
Strahlung im Bereich 120 bis 200 nm emittieren. In
dieser Hinsicht ermdéglicht das Transmissionsele-
ment 108 der Plasmazelle 102 des Systems 100 als
VUV-Strahlungsquelle zu dienen. In einer anderen
Ausfiihrungsform kann das Plasma 104 kurzwellige
Strahlung mit einer Wellenlange unterhalb von 120
nm emittieren. In einer anderen Ausfihrungsform
kann das Plasma 104 Strahlung mit einer Wellen-
lange groRer als 200 nm emittieren.

[0036] Das Transmissionselement 108 des Systems
100 kann aus jeglichem bekanntem Material gebildet
sein, das zumindest teilweise transparent fiir die vom
Plasma 104 generierte Strahlung ist. In einer Ausflih-
rungsform kann das Transmissionselement 108 des
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Systems 100 aus jeglichem bekanntem Material
gebildet sein, das zumindest teilweise transparent
fur vom Plasma 104 generierte VUV-Strahlung ist.
In einer anderen Ausfiihrungsform kann das Trans-
missionselement 108 des Systems 100 aus jeg-
lichem bekanntem Material gebildet sein, das zumin-
dest teilweise transparent fir vom Plasma 104
generierte DUV-Strahlung ist. In einer anderen Aus-
fuhrungsform kann das Transmissionselement 108
des Systems 100 aus jeglichem bekanntem Material
gebildet sein, das transparent fir vom Plasma 104
generiertes UV-Licht ist. In einer anderen Ausfih-
rungsform kann das Transmissionselement 108 des
Systems 100 aus jeglichem bekanntem Material
gebildet sein, das transparent fir vom Plasma 104
generiertes sichtbares Licht ist.

[0037] In einer anderen Ausflhrungsform kann das
Transmissionselement 108 aus  jeglichem
bekanntem Material gebildet sein, das transparent
fur Strahlung 107 (z.B. IR-Strahlung) von der
Beleuchtungsquelle 111 ist.

[0038] In einer anderen Ausflihrungsform kann das
Transmissionselement 108 aus jeglichem
bekanntem Material gebildet sein, das transparent
ist sowohl flr Strahlung von der Beleuchtungsquelle
111 (z.B. IR-Quelle) als auch fur Strahlung (z.B. VUV-
Strahlung, DUV-Strahlung, UV-Strahlung und sicht-
bare Strahlung), die vom innerhalb des Volumens
103 des Transmissionselements 108 eingeschlosse-
nen Plasma 104 emittiert wird.

[0039] Beispielsweise kann das Transmissionsele-
ment 108, ohne darauf beschrankt zu sein, Kalziumf-
luorid (CaF;), Magnesiumfluorid (MgFs), kristallinen
Quarz und Saphir enthalten, welche in der Lage sind,
Strahlung (von dem Plasma 104) und Laserstrahlung
(z.B. Infrarotstrahlung) von der Beleuchtungsquelle
111 durchzulassen. Es wird hier angemerkt, dass
Materialien wie etwa, ohne darauf beschrankt zu
sein, CaF,, MgF,, kristalliner Quarz und Saphir fiir
Strahlung mit Wellenlangen kiirzer als 190 nm trans-
parent sind. Beispielsweise ist CaF, transparent fir
Strahlung mit einer Wellenlange so kurz wie unge-
fahr 120 nm. Ferner sind diese Materialien resistent
gegen schnellen Abbau bei Beaufschlagung mit
kurzwelliger Strahlung, etwa VUV-Strahlung. Als ein
anderes Beispiel kann in manchen Fallen Quarzglas
verwendet werden, um das Transmissionselement
108 zu bilden. Es wird hier angemerkt, dass Quarz-
glas eine gewisse Durchlassigkeit fur Strahlung mit
einer Wellenlange kurzer als 190 nm hat, und
brauchbare Durchlassigkeit fir Wellenlangen so
kurz wie 170 nm zeigt.

[0040] Das Transmissionselement 108 kann jede
bekannte Form haben. In einer Ausfiihrungsform
kann das Transmissionselement 108 eine zylindri-
sche Form haben, wie in Fig. 1A-1H gezeigt. In
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einer anderen, wenn auch nicht gezeigten, Ausfuh-
rungsform, kann das Transmissionselement 108
eine spharische Form haben. In einer anderen,
wenn auch nicht gezeigten, Ausfiihrungsform kann
das Transmissionselement 108 eine zusammenge-
setzte Form haben. Beispielsweise kann die Form
des Transmissionselements 108 aus einer Kombina-
tion von zwei oder mehr Formen bestehen. Beispiels-
weise kann die Form des Transmissionselements
108 aus einem spharischen Zentralbereich beste-
hen, der dazu angeordnet ist, das Plasma 104 zu ent-
halten, und einem oder mehreren zylindrischen
Bereichen, welche sich oberhalb und/oder unterhalb
des spharischen Zentralbereichs erstrecken, wobei
der eine oder die mehreren zylindrischen Bereiche
mit einem Endflansch 110, 112 und dem freien
Flansch 113 verbunden sind.

[0041] Im Falle eines zylindrisch geformten Trans-
missionselements 108 konnen die eine oder die
mehreren Offnungen 109a, 109b an einem oder
mehreren Endbereichen des zylindrisch geformten
Transmissionselements 108 befindlich sein. In dieser
Hinsicht hat das Transmissionselement 108 die Form
eines Hohlzylinders, wobei sich ein Kanal von der
ersten Offnung 109a zu der zweiten Offnung 109b
erstreckt. In einer anderen Ausfiihrungsform dienen
der Flansch 110 (oder 112) und der freie Flansch 113
zusammen mit der Wandung/den Wandungen des
Transmissionselements 108 dazu, das Gasvolumen
103 innerhalb des Kanals des Transmissionsele-
ments 108 einzuschlieRen. Es ist ersichtlich, dass
diese Anordnung auf diverse hierin zuvor beschrie-
bene Formen des Transmissionselements 108
erstreckt werden kann.

[0042] Die Fig. 1E und Fig. 1F zeigen eine Plasma-
zelle, die mit einem oder mehreren aktiven Verbin-
dungsstaben ausgestattet ist, gemal einer oder
mehrerer Ausfiihrungsformen der vorliegenden
Erfindung. Es wird hier angemerkt, dass, da die Plas-
mazelle 102 der vorliegenden Offenbarung nicht die
Abstimmung der thermischen Ausdehnung aller
Strukturen erfordert, die Verbindungsstabe/Rippen
der Plasmazelle 102 verwendet werden kénnen, um
Hilfsfunktionen auszufiihren (z.B. Kihlfunktionen).

[0043] In einer Ausfihrungsform, wie in Fig. 1E
gezeigt, ist die Plasmazelle mit einem oder mehreren
KuhImitteltransportverbindungsstaben 126, 128 aus-
gestattet. Zum Beispiel kdnnen die Kuhlmitteltran-
sportverbindungsstabe 126, 128 den ersten End-
flansch 110 und den zweiten Endflansch 112
mechanisch koppeln. In einer anderen Ausfihrungs-
form sind die KihImitteltransportverbindungsstabe
126, 128 dazu ausgebildet, Warme von einem ersten
Flansch zu einem zweiten Flansch zu Ubertragen.
Beispielsweise kdnnen die Kuhlmitteltransportver-
bindungsstabe 126, 128, missen dies aber nicht,
ein Kuhlmittel enthalten und zirkulieren lassen, so
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dass Warme von dem unteren Endflansch 112 zu
dem oberen Endflansch 110 Ubertragen wird. Als
ein anderes Beispiel kdnnen die Kuhimitteltransport-
verbindungsstabe 126, 128, missen dies aber nicht,
ein KihIlmittel enthalten und zirkulieren lassen, so
dass Warme von dem oberen Endflansch 110 zu
dem unteren Endflansch 112 Gbertragen wird.

[0044] In einer anderen Ausfiihrungsform ist, wie in
Fig. 1F gezeigt, die Plasmazelle 102 mit einem oder
mehreren Warmeleitungsstaben 130 ausgestattet.
Beispielsweise kdnnen die Warmeleitungsstabe 130
den ersten Endflansch 110 und den zweiten End-
flansch 112 mechanisch koppeln. In einer anderen
Ausflhrungsform sind die Warmeleitungsstabe 130
dazu ausgebildet, Warme von einem ersten Flansch
zu einem zweiten Flansch zu Ubertragen. Beispiels-
weise kdnnen die Warmeleitungsstabe 130, missen
dies aber nicht, Warme von dem unteren Endflansch
112 zu dem oberen Endflansch 110 Ubertragen. Als
ein anderes Beispiel kénnen die Warmeleitungs-
stdbe 130, missen dies aber nicht, Warme von
dem oberen Endflansch 110 zu dem unteren End-
flansch 112 Gbertragen.

[0045] Die Fig. 1G und Fig. 1H zeigen die Plasma-
zelle 102, die mit einem oder mehreren Strahlungs-
abschirmelementen 132, 134 ausgestattet ist,
gemal einer oder mehrerer Ausfiihrungsformen der
vorliegenden Offenbarung. In einer Ausfiihrungsform
kénnen das eine oder die mehreren Strahlungsab-
schirmelemente 132 und/oder 134 eine Strahlungs-
abschirmung nahe der einen oder den mehreren Off-
nungen des Transmissionselements umfassen, die
dazu ausgebildet ist, Strahlung von der Beleuch-
tungsquelle 111 und/oder vom Plasma 104 erzeugte
Strahlung daran zu hindern, eine oder mehrere Dich-
tungen 114 der Plasmazelle 102 zu erreichen.

[0046] In einer Ausfiihrungsform kénnen die Strah-
lungsabschirmelemente 132 und/oder 134 eine
Struktur umfassen, welche geeignet ist, einen oder
mehrere Bereiche der Plasmazelle 102 von Strah-
lung von dem Plasma 104 oder von der Beleuchtung
von der Lichtquelle 111 (z.B. Strahlung von Laser)
abzuschirmen. Beispielsweise, wie in Fig. 1G
gezeigt, kdnnen das eine oder die mehreren Strah-
lungsabschirmelemente 132 an oder nahe der dule-
ren Oberflache des Transmissionselements 108
angeordnet sein. Als ein anderes Beispiel kdnnen,
wie in Fig. 1H gezeigt, das eine oder die mehreren
Strahlungsabschirmelemente 134 an oder nahe der
inneren Oberflache des Transmissionselements 108
angeordnet sein.

[0047] In einer anderen Ausfuhrungsform beinhal-
ten das eine oder die mehreren Strahlungsabschir-
melemente 132, 134 ein Beschichtungsmaterial,
das an einem oder mehreren inneren oder dufleren
Bereichen des Transmissionselements 108 aufge-
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bracht ist, um Strahlung von dem Plasma 104 von
einem oder mehreren ausgewahlten Bereichen der
Plasmazelle 102 abzuhalten. In einer anderen Aus-
fihrungsform kann die Plasmazelle 102 eine
Beschichtung nahe der einen oder den mehreren
Offnungen des Transmissionselements beinhalten,
die dazu ausgebildet ist, zumindest einen Bereich
der vom Plasma erzeugten Strahlung daran zu hin-
dern, eine oder mehrere Dichtungen der Plasmazelle
zu erreichen. Zum Beispiel kann ein Beschichtungs-
material (z.B. metallisches Material) auf einen oder
mehrere innere oder aufere Endbereiche eines
zylindrischen Transmissionselements 108 aufge-
bracht werden, um Strahlung (z.B. UV-Strahlung)
von dem Plasma 104 daran zu hindern, die Dichtun-
gen 114 zu beschadigen (oder zumindest den Scha-
den zu begrenzen). In einer anderen Ausfiihrungs-
form kann ein Antireflektionsbeschichtungsmaterial
auf einen oder mehrere innere oder dulRere Bereiche
des Transmissionselements 108 aufgebracht wer-
den, um Strahlung von dem Plasma 104 von einem
oder mehreren ausgewahlten Bereichen der Plasma-
zelle 102 abzuhalten. Die Verwendung von Strah-
lungsabschirmungen und strahlungsabschirmenden
Beschichtungen wird allgemein in der US-Patentan-
meldung Nr. 13/647,680, eingereicht am 9. Oktober
2012, welche hierin durch Verweis zur Ganze aufge-
nommen wird, beschrieben. Die Verwendung von
Strahlungsabschirmungen und strahlungsabschirm-
enden Beschichtungen wird allgemein in der US-
Patentanmeldung Nr. 14/231,196, eingereicht am
31. Marz 2014, welche bereits hierin durch Verweis
zur Ganze aufgenommen wurde, beschrieben.

[0048] In einer anderen Ausfiihrungsform kann die
Plasmazelle 102 eines oder mehrere Steuerele-
mente enthalten, die an einen oder mehrere der
Flansche 110, 112, 113 gekoppelt sind. In einer Aus-
fihrungsform kann die Plasmazelle 102 ein oder
mehrere Steuerelemente zur Steuerung einer oder
mehrerer Eigenschaften der Plasmazelle 102, des
Transmissionselements 108, des Gases innerhalb
des Volumens 103, des Plasmas 104 und/oder
einer Fahne von dem Plasma beinhalten.

[0049] In einer Ausflihrungsform kénnen das eine
oder die mehreren an den einen oder die mehreren
Flansche 110, 112, 113 gekoppelten Steuerelemente
ein inneres Steuerelement beinhalten. Beispiels-
weise konnen das eine oder die mehreren Steuerele-
mente des einen oder der mehreren Flansche 110,
112, 113 ein inneres Steuerelement beinhalten, das
innerhalb des inneren Volumens des Transmissions-
elements 108 befindlich ist. In einer Ausfiihrungs-
form kdénnen das eine oder die mehreren Steuerele-
mente des einen oder der mehreren Flansche 110,
112, 113 ein aulleres Kontrollelement beinhalten.
Beispielsweise kdnnen das eine oder die mehreren
Steuerelemente des einen oder der mehreren Flan-
sche 110, 112, 113 ein duReres Kontrollelement bein-

halten, das an einer Oberflache des einen oder der
mehreren Flansche 110, 112, 113 montiert ist, welche
aullerhalb des inneren Volumens des Transmis-
sionselements 108 befindlich ist.

[0050] In einer Ausflhrungsform koénnen der eine
oder die mehreren Flansche 110, 112, 113 ein Tem-
peratursteuerelement beinhalten. Zum Beispiel kann
das Temperatursteuerelement innerhalb oder aul3er-
halb des Transmissionselements 108 der Plasma-
zelle 102 angeordnet sein. Das Temperatursteuer-
element kann jegliches bekannte
Temperatursteuerelement beinhalten, welches ver-
wendet wird, um die Temperatur der Plasmazelle
102, des Plasmas 104, des Gases, des Transmis-
sionselements 108, des einen oder der mehreren
Flansche 110, 112, 113 und/oder der Plasmafahne
(nicht gezeigt) zu steuern.

[0051] In einer Ausflihrungsform kann das Tempera-
tursteuerelement dazu verwendet werden, die Plas-
mazelle 102, das Transmissionselement 108, das
Plasma 104, die Flansche 110, 112, 113 und/oder
die Fahne des Plasmas zu kiihlen, indem thermische
Energie zu einem Medium auf3erhalb des Transmis-
sionselements 108 Ubertragen wird. In einer Ausflih-
rungsform kann das Temperatursteuerelement, ohne
darauf beschrankt zu sein, ein Kiihlelement zur Kiih-
lung der Plasmazelle 102, des Transmissionsele-
ments 108, des Plasmas 104, des Gases, der Flan-
sche 110, 112, 113 und/oder der Fahne des Plasmas
beinhalten. Beispielsweise konnen, wie in Fig. 1B-1J
gezeigt, der eine oder die mehreren Flansche 110,
112, 113 eines oder mehrere Kiuhlelemente 116 bein-
halten (z.B. Wasserkuhlelemente), wie hierin zuvor
angemerkt.

[0052] In einer anderen Ausfiihrungsform kénnen
der eine oder die mehreren Flansche 110, 112, 113
ein oder mehrere passive Warmeulbertragungsele-
mente beinhalten, die an einen oder mehrere Berei-
che des einen oder der mehreren Flansche 110, 112,
113 gekoppelt sind. Beispielsweise kdnnen das eine
oder die mehreren passiven Warmeubertragungse-
lemente, ohne darauf beschrankt zu sein, Leitbleche,
Zickzackleisten oder Rippen beinhalten, welche
dazu angeordnet sind, thermische Energie von dem
heilen Plasma 104 zu einem Bereich der Plasma-
zelle 102 (z.B. obere Elektrode), des einen oder der
mehreren Flansche 110, 112, 113 oder des Trans-
missionselements 108 zu ubertragen, um die War-
melbertragung aus dem Transmissionselement 108
heraus zu erleichtern.

[0053] Die Verwendung von Warmeubertragungse-
lementen wird allgemein in der US-Patentanmeldung
Nr. 13/647,680, eingereicht am 9. Oktober 2012,
beschrieben, welche oben durch Verweis zur Génze
aufgenommen ist. Die Verwendung von Warme-
Ubertragungselementen wird ebenso allgemein
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beschrieben in der US-Patentanmeldung Nr.
12/787,827, eingereicht am 26. Mai 2010, welche
hierin durch Verweis zur Ganze aufgenommen wird.
Die Verwendung von Warmeubertragungselementen
wird ebenso allgemein beschrieben in der US-
Patentanmeldung Nr. 14/224,945, eingereicht am
25. Marz 2014, welche oben durch Verweis zur
Ganze aufgenommen ist. Die Verwendung von War-
meubertragungselementen wird ebenso allgemein
beschrieben in der US-Patentanmeldung Nr.
14/231,196, eingereicht am 31. Marz 2014, welche
oben durch Verweis zur Ganze aufgenommen ist.

[0054] In einer anderen Ausflihrungsform beinhal-
ten der eine oder die mehreren Flansche 110, 112,
113 eines oder mehrere Konvektionssteuerele-
mente. Zum Beispiel kann ein Konvektionssteuerele-
ment innerhalb oder auf3erhalb des Transmissionse-
lements 108 der Plasmazelle 102 angeordnet sein.
Das Konvektionssteuerelement kann jegliche
bekannte Konvektionssteuereinrichtung beinhalten,
die verwendet wird, um Konvektion in dem Transmis-
sionselement 108 zu steuern. Beispielsweise kann
das Konvektionssteuerelement eine oder mehrere
Einrichtungen (z.B. mechanisch an einen oder meh-
rere Flansche 110, 112, 113 gekoppelte Strukturen,
die innerhalb des Transmissionselements 108 ange-
ordnet sind) beinhalten, die geeignet sind, Konvek-
tionsstromungen innerhalb des Transmissionsele-
ments 108 der Plasmazelle 102 zu steuern.
Beispielsweise kdnnen die eine oder die mehreren
Strukturen zur Steuerung von Konvektionsstromun-
gen innerhalb des Transmissionselements 108 in
einer Weise angeordnet sein, welche die Strdmung
heilen Gases von dem heiflen Plasmagebiet 104
der Plasmazelle 102 zu den kihleren inneren Ober-
flachen des Transmissionselements 108 beeinflusst.
In dieser Hinsicht kdnnen die eine oder die mehreren
Strukturen in einer Weise ausgebildet sein, eine kon-
vektive Strémung zu Bereichen innerhalb des Trans-
missionselements 108 zu leiten, die den von dem
Gas hoher Temperatur verursachten Schaden an
der Wandung des Transmissionselements 108 mini-
miert oder zumindest reduziert.

[0055] In einer anderen Ausflihrungsform kdnnen
die hierin zuvor beschriebenen Kihlelemente (z.B.
Wasserkuhlelemente 116) fir Konvektionssteuerung
sorgen, und es dem System 100 ermdglichen, die
Plasmafahne einzufangen, zu leiten und/oder zu dis-
sipieren.

[0056] Die Verwendung von Konvektionssteuerele-
menten wird allgemein in der US-Patentanmeldung
Nr. 13/647,680, eingereicht am 9. Oktober 2012,
beschrieben, welche oben durch Verweis zur Ganze
aufgenommen wird. Die Verwendung von Konvek-
tionssteuereinrichtungen wird ebenso allgemein
beschrieben in der US-Patentanmeldung
12/787,827, eingereicht am 26. Mai 2010, welche

oben durch Verweis zur Ganze aufgenommen wird.
Die Verwendung von Konvektionssteuereinrichtun-
gen wird ebenso allgemein in der US-Anmeldung Nr.
14/224,945, eingereicht am 25. Marz 2014 beschrie-
ben, welche oben durch Verweis zur Génze aufge-
nommen wird. Die Verwendung von Konvektionss-
teuereinrichtungen  wird ebenso  allgemein
beschrieben in der US-Patentanmeldung Nr.
14/231,196, eingereicht am 31. Marz 2014, welche
oben durch Verweis zur Ganze aufgenommen wird.

[0057] In einer anderen Ausflihrungsform konnen,
wie in Fig. 1l gezeigt, der eine oder die mehreren
Flansche 110, 112, 113 eine oder mehrere Fahnen-
steuereinrichtungen 135 beinhalten. Beispielsweise
kann die Fahnensteuereinrichtung 135 eine Fahnen-
einfang und -umlenkeinrichtung beinhalten, die an
den einen oder die mehreren Flansche 110, 112,
113 gekoppelt ist, und innerhalb des Transmissions-
elements 108 der Plasmazelle 102 angeordnet ist,
wie in Fig. 1l gezeigt. Das Fahnensteuerelement
kann jegliche bekannte Fahnensteuereinrichtung
beinhalten, die verwendet wird, die Fahne des Plas-
mas 104 innerhalb des Transmissionselements 108
einzufangen oder umzuleiten. Zum Beispiel kann das
Fahnensteuerelement eine oder mehrere Einrichtun-
gen beinhalten, welche einen konkaven Bereich
haben, der geeignet ist, eine Konvektionsfahne ein-
zufangen und umzuleiten, die von dem Plasmabe-
reich 104 innerhalb des Transmissionselements
108 der Plasmazelle 102 ausgeht. Beispielsweise
kann das Fahnensteuerelement eine oder mehrere
Elektroden (z.B. obere Elektrode) beinhalten, die an
die innere Oberflache eines oder mehrerer Flansche
110, 112, 113 gekoppelt und innerhalb des Transmis-
sionselements 108 der Plasmazelle 102 angeordnet
sind, welche einen konkaven Bereich oder einen
hohlen Bereich haben, der geeignet ist, eine Konvek-
tionsfahne einzufangen und/oder umzuleiten, welche
von dem Plasmagebiet 104 innerhalb des Transmis-
sionselements der Plasmazelle 102 ausgeht. Die
Verwendung von Fahnensteuereinrichtungen wird
allgemein beschrieben in der US-Patentanmeldung
Nr. 13/647,680, eingereicht am 9. Oktober 2012, wel-
che oben durch Verweis zur Ganze aufgenommen
wird. Die Verwendung von Fahnensteuereinrichtun-
gen wird ebenso allgemein beschrieben in der US-
Patentanmeldung Nr. 12/787,827, eingereicht am
26. Mai 2010, welche oben durch Verweis zur
Ganze aufgenommen wird. Die Verwendung von
Fahnensteuereinrichtungen wird ebenso allgemein
beschriecben in der US-Patentanmeldung Nr.
14/224,945, eingereicht am 25. Marz 2014, welche
oben durch Verweis zur Ganze aufgenommen wird.
Die Verwendung von Fahnensteuereinrichtungen
wird ebenso allgemein beschrieben in der US-
Patentanmeldung Nr. 14/231,196, eingereicht am
31. Méarz 2014, welche oben durch Verweis zur
Ganze aufgenommen wird.
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[0058] In einer anderen Ausfiihrungsform kdénnen
der eine oder die mehreren Flansche 110, 112, 113
ein oder mehrere Plasmaziindelemente umfassen.
Beispielsweise kdnnen eine oder mehrere Elektro-
den auf der inneren Oberflache eines oder mehrerer
Flansche 110, 112, 113 angebracht sein und inner-
halb des inneren Volumens des Transmissionsele-
ments 108 angeordnet sein. Die Verwendung ver-
schiedener Elektrodenkonfigurationen wird
allgemein beschrieben in der US-Patentanmeldung
Nr. 13/647,680, eingereicht am 9. Oktober 2012, wel-
che oben durch Verweis zur Ganze aufgenommen
ist. Die Verwendung verschiedener Elektrodenkonfi-
gurationen wird allgemein beschrieben in der US-
Patentanmeldung Nr. 14/231,196, eingereicht am
31. Marz 2014, welche oben durch Verweis zur
Génze aufgenommen ist.

[0059] In einer anderen Ausfiihrungsform kdénnen
ein oder mehrere Flansche 110, 112, 113 einen
oder mehrere Sensoren (nicht gezeigt) beinhalten,
welche dazu ausgebildet sind, eine oder mehrere
Eigenschaften (z.B. thermische Eigenschaften, Dru-
ckeigenschaften, Strahlungseigenschaften und der-
gleichen) der Plasmazelle 102, des Transmissionse-
lements 108, des Plasmas 104, des Gases, der
Fahne des Plasmas und dergleichen zu messen. In
einer Ausfuhrungsform kdénnen der eine oder die
mehreren Sensoren einen Sensor beinhalten, der
an der aulieren oder inneren Oberflache eines oder
mehrerer Flansche 110, 112, 113 angeordnet ist. Bei-
spielsweise konnen der eine oder die mehreren Sen-
soren, ohne darauf beschrankt zu sein, einen Tempe-
ratursensor, einen Drucksensor, einen
Strahlungssensor und dergleichen beinhalten.

[0060] Fig. 1J zeigt ein vereinfachtes schemati-
sches Diagramm einer Plasmazelle 102, welche mit
dem Kollektor 105 gekoppelt ist, gemal einer oder
mehrerer Ausfiihrungsformen der vorliegenden
Erfindung. In einer Ausfiihrungsform ist die Plasma-
zelle 102 mechanisch an den Kollektor gekoppelt,
Uber Montageschrauben 142 oder jegliche andere
geeignete Befestigungseinrichtung.

[0061] In einer anderen Ausflihrungsform beinhaltet
die Plasmazelle 102 ein oder mehrere Gassteuerele-
mente 131. In einer Ausfihrungsform kann ein Gass-
teuerelement 131 an eine oder mehrere der Kappen
133, 136 der Plasmazelle gekoppelt sein. Beispiels-
weise kann das Gassteuerelement 131 eine Durch-
fihrung 137 beinhalten. Zum Beispiel beinhaltet das
Gassteuerelement 131 eine Gasleitung oder ein
Rohr, welche/welches dazu dient, eine Gasquelle
fluidisch mit dem Transmissionselement 108 zu ver-
binden. In einer anderen Ausfiihrungsform kann das
System 100 ein Gasventil beinhalten, das entlang
der Gasleitung (zwischen Gasquelle und Transmis-
sionselement 108) angeordnet ist, und es einem
Benutzer ermdglicht, die Menge und die Art des

Gases, welche innerhalb des Transmissionsele-
ments 108 eingeschlossen ist, zu steuern. In einer
anderen Ausflhrungsform kann das Gassteuerele-
ment 131 an einen oder mehrere der Flansche 110,
112, 113 gekoppelt sein. Die Verwendung von Gas-
fulleinrichtungen wird allgemein beschrieben in der
US-Patentanmeldung Nr. 13/647,680, eingereicht
am 9. Oktober 2012, welche oben durch Verweis
zur Ganze aufgenommen ist. Die Verwendung von
Gasfulleinrichtungen wird allgemein beschrieben in
der US-Patentanmeldung Nr. 14/231,196, einge-
reicht am 31. Marz 2014, welche oben durch Verweis
zur Ganze aufgenommen ist.

[0062] Es wird angemerkt, dass die in Fig. 1J
gezeigte Durchfiihrung 137 nicht auf eine Gasdurch-
fuhrung beschrankt ist. Die Plasmazelle 102 der vor-
liegenden Erfindung kann jegliche Anzahl an Durch-
fuhrungen beinhalten. Beispielsweise kann die
Plasmazelle 102, ohne darauf beschrankt zu sein,
eine Gasdurchflihrung, eine Kihldurchfiihrung oder
eine elektrische Durchfiihrung beinhalten. In dieser
Hinsicht kénnen jeder der Endflansche 110, 112,
der freie Flansch 113, oder die Kappen 133, 136
Durchfihrungen beinhalten, die es Gas, Kuhimittel
oder elektrischer Verdrahtung ermdglichen, von
aulerhalb der Plasmazelle 102 zu einem inneren
Bereich der Plasmazelle 102 zu gelangen.

[0063] Wiederum auf Fig. 1A Bezug nehmend, kann
das Kollektorelement 105 jegliche bekannte physi-
sche Konfiguration annehmen, welche geeignet ist,
von der Beleuchtungsquelle 111 ausgehende
Beleuchtung in das innerhalb des Transmissionsele-
ments 108 der Plasmazelle 102 eingeschlossene
Gasvolumen 103 zu fokussieren. In einer Ausfuh-
rungsform, wie in Fig. 1A gezeigt, kann das Kollek-
torelement 105 einen konkaven Bereich mit einer
reflektierenden inneren Oberflache beinhalten, die
geeignetist, Beleuchtung 107 von der Beleuchtungs-
quelle 111 zu empfangen, und die Beleuchtung 107
in das innerhalb des Transmissionselements 108
eingeschlossene Gasvolumen 103 zu fokussieren.
Beispielsweise kann das Kollektorelement 105 ein
ellipsoidférmiges Kollektorelement 105 beinhalten,
das eine reflektierende innere Oberflache hat, wie
in Fig. 1A gezeigt.

[0064] In einer anderen Ausfiihrungsform ist das
Kollektorelement 105 dazu angeordnet, vom Plasma
104 emittierte Breitbandbeleuchtung (z.B. VUV-
Strahlung, DUV-Strahlung, UV-Strahlung und/oder
sichtbare Strahlung) zu sammeln, und die Breitband-
beleuchtung zu einem oder mehreren zusatzlichen
optischen Elementen (z.B. Filter 123, Homogenisator
125 und dergleichen) zu lenken. Zum Beispiel kann
das Kollektorelement 105 zumindest vom Plasma
104 emittierte VUV-Breitbandbeleuchtung sammeln,
und die Breitbandbeleuchtung zu einem oder mehre-
ren nachgeordneten optischen Elementen lenken.
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Als ein anderes Beispiel kann das Kollektorelement
105 vom Plasma 104 emittierte DUV-Breitbandbe-
leuchtung sammeln, und die Breitbandbeleuchtung
zu einem oder mehreren nachgeordneten optischen
Elementen lenken. Als ein anderes Beispiel kann das
Kollektorelement 105 vom Plasma 104 emittierte UV-
Breitbandbeleuchtung sammeln, und die Breitband-
beleuchtung zu einem oder mehreren nachgeordne-
ten optischen Elementen lenken. Als ein anderes
Beispiel kann das Kollektorelement 105 vom Plasma
104 emittierte sichtbare Breitbandbeleuchtung sam-
meln, und die Breitbandbeleuchtung zu einem oder
mehreren nachgeordneten optischen Elementen len-
ken. In dieser Hinsicht kann die Plasmazelle 102
VUV-Strahlung, UV-Strahlung und/oder sichtbare
Strahlung zu nachgeordneten optischen Elementen
eines jeglichen bekannten optischen Charakterisie-
rungssystems lenken, etwa, ohne darauf beschrankt
zu sein, einer Inspektionsvorrichtung oder einer Met-
rologievorrichtung. Es wird angemerkt, dass die
Plasmazelle 102 des Systems 100 brauchbare
Strahlung in verschiedenen Spektralbereichen emit-
tieren kann, darunter, ohne darauf beschrankt zu
sein, DUV-Strahlung, VUV-Strahlung, UV-Strahlung
und sichtbare Strahlung. Ferner sei angemerkt,
dass das System 100 jedes dieser Strahlungsbander
verwenden kann, und zugleich den am Transmis-
sionsbereich 108 von der VUV-Strahlung verursach-
ten Schaden mildern. In dieser Hinsicht kann das
Transmissionselement 108 aus einem Material gebil-
det sein, das VUV-Licht widersteht, selbst in Fallen,
in denen der vorrangige Zweck des Systems 100
nicht die Verwendung des VUV-Lichts beinhaltet.

[0065] In einer Ausfihrungsform kann das System
100 verschiedene zusatzliche optische Elemente
beinhalten. In einer Ausflihrungsform kann der Satz
zusatzlicher optischer Elemente eine Sammeloptik
beinhalten, die dazu ausgebildet ist, vom Plasma
104 ausgehendes Breitbandlicht zu sammeln. Bei-
spielsweise kann das System 100 einen Kaltspiegel
121 beinhalten, der dazu angeordnet ist, Beleuch-
tung von dem Kollektorelement 105 zu nachgeordne-
ter Optik zu lenken, etwa, ohne darauf beschrankt zu
sein, einem Homogenisator 125.

[0066] In einer anderen Ausfihrungsform kann der
Satz an optischen Elementen eine oder mehrere
zusatzliche Linsen (z.B. Linse 117) beinhalten, die
entweder entlang des Beleuchtungswegs oder des
Sammelwegs des Systems 100 angeordnet sind.
Die eine oder die mehreren Linsen kdnnen dazu ver-
wendet werden, Beleuchtung von der Beleuchtungs-
quelle 111 in das Gasvolumen 103 zu fokussieren.
Alternativ kdnnen die eine oder die mehreren Linsen
dazu verwendet werden, vom Plasma 104 ausgeh-
endes Breitbandlicht auf ein ausgewahltes Ziel
(nicht gezeigt) zu fokussieren.

[0067] In einer anderen Ausfihrungsform kann der
Satz an optischen Elementen einen Umlenkspiegel
119 beinhalten. In einer Ausfihrungsform kann der
Umlenkspiegel 119 derart angeordnet sein, dass er
Beleuchtung 107 von der Beleuchtungsquelle 111
empfangt und die Beleuchtung Uber Kollektorele-
ment 105 zu dem innerhalb des Transmissionsele-
ments 108 der Plasmazelle 102 eingeschlossenen
Gasvolumen 103 lenkt. In einer anderen Ausfiuh-
rungsform ist das Kollektorelement 105 derart ange-
ordnet, dass es Beleuchtung vom Spiegel 119 emp-
fangt, und die Beleuchtung zu dem Brennpunkt des
Kollektorelements 105 (z.B. ellipsoidférmiges Kollek-
torelement) fokussiert, an dem sich das Transmis-
sionselement 108 der Plasmazelle 102 befindet.

[0068] In einer anderen Ausflihrungsform kann der
Satz optischer Elemente einen oder mehrere Filter
123 beinhalten, die entweder entlang des Beleuch-
tungswegs oder des Sammelwegs angeordnet sind,
um Beleuchtung zu filtern bevor Licht in das Trans-
missionselement 108 eintritt, oder um Beleuchtung
nach Emission von Licht von dem Plasma 104 zu fil-
tern. Es wird angemerkt, dass der Satz optischer Ele-
mente des Systems 100, wie oben beschrieben und
in Fig. 1A dargestellt, lediglich der Darstellung dient
und nicht als beschrankend ausgelegt werden soll.
Eine Anzahl aquivalenter optischer Konfigurationen
kann innerhalb des Umfangs der vorliegenden Erfin-
dung verwendet werden.

[0069] Es wird hierin in Betracht gezogen, dass das
System 100 dazu verwendet werden kann, ein
Plasma in verschiedenen Gasumgebungen aufrecht
zu erhalten. In einer Ausfiihrungsform kann das Gas,
das verwendet wird, das Plasma 104 zu initiieren
und/oder aufrecht zu erhalten, ein Inertgas beinhal-
ten (z.B. Edelgas oder Nicht-Edelgas) oder ein Nicht-
Inertgas (z.B. Quecksilber). In einer anderen Ausfuh-
rungsform kann das Gas, das verwendet wird, das
Plasma 104 zu initiieren und/oder aufrecht zu erhal-
ten, eine Mischung von Gasen (z.B. Mischung von
Inertgasen, Mischung von Inertgas mit Nicht-Inertgas
oder eine Mischung von Nicht-Inertgasen) beinhal-
ten. Beispielsweise kann das zur Erzeugung des
Plasmas 104 verwendete Gasvolumen Argon bein-
halten. Beispielsweise kann das Gas 103 ein im
Wesentlichen reines Argongas beinhalten, das bei
einem Druck Uber 5 atm (z.B. 20-50 atm) gehalten
wird. In einem anderen Beispiel kann das Gas ein
im Wesentlichen reines Kryptongas beinhalten, das
bei einem Druck tber 5 atm (z.B. 20-50 atm) gehal-
ten wird. In einem anderen Beispiel kann das Gas
103 eine Mischung von Argongas mit einem zusatz-
lichen Gas beinhalten.

[0070] Es wird ferner angemerkt, dass die vorlie-
gende Erfindung auf eine Anzahl Gase ausgedehnt
werden kann. Beispielsweise kdnnen zur Anwen-
dung in der vorliegenden Erfindung geeignete
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Gase, ohne darauf beschrankt zu sein, umfassen:
Xe, Ar, Ne, Kr, He, N2, Hzo, 02, H2, D2, F2, CH4,
ein oder mehrere Metallhalogenide, ein Halogen,
Hg, Cd, Zn, Sn, Ga, Fe, Li, Na, Ar:Xe, ArHg, KrHg,
XeHg und dergleichen. In einem allgemeinen Sinn
soll die vorliegende Erfindung so interpretiert wer-
den, dass sie sich auf jegliches System erstreckt,
das Plasma mittels Lichtpumpen erzeugt, und soll
ferner so interpretiert werden, dass sie sich auf jede
Art Gas, die geeignet ist, innerhalb einer Plasmazelle
ein Plasma aufrecht zu erhalten, erstreckt.

[0071] In einer anderen Ausfiihrungsform kann die
Beleuchtungsquelle 111 des Systems 100 einen
oder mehrere Laser enthalten. In einem allgemeinen
Sinn kann die Beleuchtungsquelle 111 jegliches
bekannte Lasersystem enthalten. Beispielsweise
kann die Beleuchtungsquelle 111 jegliches bekannte
Lasersystem enthalten, das in der Lage ist, Strahlung
im infraroten, sichtbaren oder ultravioletten Bereich
des elektromagnetischen Spektrums zu emittieren.
In einer Ausfuhrungsform kann die Beleuchtungs-
quelle 111 ein Lasersystem beinhalten, das dazu
ausgebildet ist, Dauerstrich-Laserstrahlung (CW) zu
emittieren. Beispielsweise kann die Beleuchtungs-
quelle 111 eine oder mehrere CW-Infrarot-Laserquel-
len beinhalten. Beispielsweise kann, in Konfiguratio-
nen, in denen das Gas des Volumens 103 Argon ist
oder Argon beinhaltet, die Beleuchtungsquelle 111
einen CW-Laser (z.B. Faserlaser oder Yb-Scheiben-
laser) beinhalten, der dazu ausgebildet ist, Strahlung
bei 1069 nm zu emittieren. Es sei angemerkt, dass
diese Wellenlange zu einer 1068 nm Absorptionslinie
in Argon passt und daher besonders brauchbar zum
Pumpen von Argongas ist. Es wird angemerkt, dass
die obige Beschreibung eines CW-Lasers nicht ein-
schrankend ist, und jeder bekannte Laser im Kontext
der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden kann.

[0072] In einer anderen Ausfiihrungsform kann die
Beleuchtungsquelle 111 einen oder mehrere Dioden-
laser beinhalten. Beispielsweise kann die Beleuch-
tungsquelle 101 einen oder mehrere Diodenlaser
beinhalten, welche Strahlung bei einer Wellenlange
aussenden, die irgendeiner oder irgendwelchen
Absorptionslinien der innerhalb des Gasvolumens
103 eingeschlossenen Gasart entspricht. Allgemein
gesprochen kann ein Diodenlaser der Beleuchtungs-
quelle 111 so zum Einsatz ausgewahlt werden, dass
die Wellenldange des Diodenlasers auf jegliche
bekannte Absorptionslinie eines jeglichen Plasmas
(z.B. ionische Ubergangslinie) oder jegliche
bekannte Absorptionslinie des plasmaerzeugenden
Gases (z.B. hochangeregte neutrale Ubergangslinie)
abgestimmt ist. Daher wird die Wahl eines gegebe-
nen Diodenlasers (oder Satzes von Diodenlasern)
von der Art des innerhalb der Plasmazelle 102 des
Systems 100 eingeschlossenen Gases abhangen.

[0073] In einer anderen Ausfiihrungsform kann die
Beleuchtungsquelle 111 einen lonenlaser beinhalten.
Zum Beispiel kann die Beleuchtungsquelle 111 jegli-
chen bekannten Edelgas-lonenlaser beinhalten. Bei-
spielsweise kann im Falle eines auf Argon basieren-
den Plasmas die Beleuchtungsquelle 111, welche
zum Pumpen von Argonlonen verwendet wird,
einen Ar+-Laser beinhalten.

[0074] In einer anderen Ausfihrungsform kann die
Beleuchtungsquelle 111 ein oder mehrere frequenz-
konvertierte Lasersysteme beinhalten. Zum Beispiel
kann die Beleuchtungsquelle 111 einen Nd:YAG-
oder Nd:YLF-Laser beinhalten, welcher ein Leis-
tungsniveau Uber 100 Watt hat. In einer anderen
Ausfuhrungsform kann die Beleuchtungsquelle 111
einen Breitbandlaser beinhalten. In einer anderen
Ausfuhrungsform kann die Beleuchtungsquelle ein
Lasersystem beinhalten, das dazu ausgebildet ist,
modulierte Laserstrahlung oder gepulste Laserstrah-
lung zu emittieren.

[0075] In einer anderen Ausfiihrungsform kann die
Beleuchtungsquelle 111 eine oder mehrere Nicht-
Laser-Quellen beinhalten. Allgemein gesprochen
kann die Beleuchtungsquelle 111 jegliche bekannte
Nicht-Laser-Lichtquelle beinhalten. Beispielsweise
kann die Beleuchtungsquelle 111 jegliches bekannte
Nicht-Laser-System beinhalten, das in der Lage ist,
Strahlung diskret oder kontinuierlich in den infraro-
ten, sichtbaren oder ultravioletten Bereichen des
elektromagnetischen Spektrums auszusenden.

[0076] In einer anderen Ausfiihrungsform kann die
Beleuchtungsquelle 111 zwei oder mehr Lichtquellen
beinhalten. In einer Ausfihrungsform kann die
Beleuchtungsquelle 111 zwei oder mehr Laser bein-
halten. Beispielsweise kann die Beleuchtungsquelle
111 (oder kdnnen die Beleuchtungsquellen) mehrere
Diodenlaser beinhalten. Als ein anderes Beispiel
kann die Beleuchtungsquelle 111 mehrere CW-
Laser beinhalten. In einer weiteren Ausfiihrungsform
kann jeder der zwei oder mehreren Laser Laserstrah-
lung aussenden, welche auf eine unterschiedliche
Absorptionslinie des Gases oder Plasmas innerhalb
der Plasmazelle 102 des Systems 100 abgestimmt
ist.

[0077] Der hierin beschriebene Gegenstand zeigt
manchmal verschiedene Komponenten, die inner-
halb anderer Komponenten befindlich oder mit die-
sen verbunden sind. Derartige gezeigte Architektu-
ren sind lediglich beispielhaft, und es kdnnen
tatsachlich viele andere Architekturen eingesetzt
werden, welche die gleiche Funktionalitdt erzielen.
In einem konzeptionellen Sinn ist jegliche Anordnung
von Komponenten, um die gleiche Funktionalitadt zu
erzielen, effektiv ,assoziiert, so dass die
gewinschte Funktionalitat erzielt wird. Daher kbnnen
jegliche zwei Komponenten, die hierin kombiniert
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werden, um eine bestimmte Funktionalitat zu erzie-
len, als ,miteinander assoziiert* angesehen werden,
so dass die gewlnschte Funktionalitdt unabhangig
von Architekturen oder intermediaren Komponenten
erzielt wird. Gleichermalien kdnnen jegliche zwei
derartig assoziierte Komponenten auch als miteinan-
der ,verbunden“ oder ,gekoppelt® angesehen wer-
den, um die gewinschte Funktionalitat zu erzielen,
und jegliche zwei Komponenten, die so assoziiert
werden koénnen, kénnen auch als miteinander ,kop-
pelbar” angesehen werden, um die gewlinschte
Funktionalitat zu erzielen. Spezifische Beispiele von
koppelbar beinhalten, ohne darauf beschrankt zu
sein, physikalisch wechselwirkungsfahige und /
oder physikalisch wechselwirkende Komponenten
und / oder drahtlos wechselwirkungsfahige und /
oder drahtlos wechselwirkende Komponenten und /
oder logisch wechselwirkungsfahige und / oder
logisch wechselwirkende Komponenten.

[0078] Es wird angenommen, dass die vorliegende
Offenbarung und viele ihrer zugehdrigen Vorteile auf-
grund der vorstehenden Beschreibung verstanden
werden, und es ist offensichtlich, dass verschiedene
Abwandlungen der Form, Konstruktion und Anord-
nung der Komponenten vorgenommen werden kon-
nen, ohne von dem offenbarten Gegenstand abzu-
weichen oder ohne alle seine materiellen Vorteile
aufzugeben. Die beschriebene Form ist lediglich
erlauternd, und es ist die Absicht der folgenden
Anspriche, solche Abwandlungen zu umfassen und
zu beinhalten. Ferner soll klar sein, dass die Erfin-
dung durch die angehangten Anspriche definiert
wird.

Patentanspriiche

1. System (100) zur Bildung eines lichtgestitz-
ten Plasmas (104), umfassend:
eine Beleuchtungsquelle (111),
Beleuchtung (107) zu erzeugen,;
eine Plasmazelle (102), welche beinhaltet:
ein Transmissionselement (108), das eine oder
mehrere Offnungen (109a, 109b) hat und dazu aus-
gebildet ist, ein Gasvolumen (103) einzuschliel3en;
einen oder mehrere Endflansche (110, 112), die an
oder nahe der einen oder den mehreren Offnungen
(109a, 109b) des Transmissionselements (108)
angeordnet sind;
einen oder mehrere freie Flansche (113), die zwi-
schen mindestens einem der Endflansche (110,
112) und dem Transmissionselement (108) ange-
ordnet sind, wobei der eine oder die mehreren freien
Flansche (113) beweglich sind, um eine thermische
Ausdehnung des Transmissionselements (108) aus-
zugleichen; und
ein Kollektorelement (105), welches dazu angeord-
net ist, die Beleuchtung (107) von der Beleuchtungs-
quelle (111) in das Gasvolumen (103) zu fokussie-
ren, um innerhalb des in der Plasmazelle (102)

ausgebildet um

eingeschlossenen Gasvolumens (103) ein Plasma
(104) zu erzeugen,

wobei das Plasma (104) Breitbandstrahlung emit-
tiert,

wobei das Transmissionselement (108) der Plasma-
zelle (102) zumindest teilweise transparent ist fur
zumindest einen Teil der von der Beleuchtungs-
quelle (111) erzeugten Beleuchtung (107) und
zumindest einen Teil der von dem Plasma (104)
emittierten Breitbandstrahlung.

2. System (100) nach Anspruch 1, ferner umfas-
send:
ein oder mehrere Kompressionselemente (122), die
zwischen dem Transmissionselement (108) und
dem einen oder den mehreren freien Flanschen
(113) angeordnet sind, wobei das eine oder die
mehreren
Kompressionselemente (122) dazu ausgebildet
sind, eine thermische Ausdehnung des Transmis-
sionselements (108) auszugleichen.

3. System (100) nach Anspruch 2, wobei das
eine oder die mehreren Kompressionselemente
(122) umfassen:
eine oder mehrere unvollstdndig komprimierte Dich-
tungen.

4. System (100) nach Anspruch 1, wobei der
eine oder die mehreren freien Flansche (113) aus
wenigstens einem der folgenden Materialien gebil-
det sind:
metallisches Material, keramisches Material.

5. System (100) nach Anspruch 1, wobei der
eine oder die mehreren freien Flansche (113) einen
oder mehrere Kuhlmittelkanale (116) beinhalten, die
dazu ausgebildet sind, Kihimittel durch den freien
Flansch (113) flieRen zu lassen.

6. System (100) nach Anspruch 1, wobei die
eine oder die mehreren Offnungen (109a, 109b)
des Transmissionselements (108) umfassen:
eine erste Offnung (109a) an einem ersten Ende
des Transmissionselements (108); und
eine zweite Offnung (109b) an einem zweiten Ende
des Transmissionselements (108) gegeniber dem
ersten Ende.

7. System (100) nach Anspruch 1, wobei das
Transmissionselement (108) zumindest eine der fol-
genden Formen hat: eine im Wesentlichen zylindri-
sche Form oder eine im Wesentlichen spharische
Form.

8. System (100) nach Anspruch 1, wobei das
Transmissionselement (108) eine zusammenge-
setzte Form hat.
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9. System (100) nach Anspruch 1, wobei zumin-
dest ein Endflansch (110, 112) oder zumindest ein
freier Flansch (113) eines oder mehrere Steuerele-
mente beinhalten.

10. System (100) nach Anspruch 9, wobei das
eine oder die mehreren Steuerelemente zumindest
ein inneres Steuerelement oder zumindest ein
externes Steuerelement umfassen.

11. System (100) nach Anspruch 9, wobei das
Steuerelement zumindest eines der folgenden
umfasst: ein thermisches Steuerelement, ein Kon-
vektionssteuerelement, ein Fahnensteuerelement
(135), ein Gasfiillungssteuerelement (131) und ein
Zundungssteuerelement.

12. System (100) nach Anspruch 1, wobei die
Plasmazelle eine oder mehrere Durchfiihrungen
(137) beinhaltet.

13. System (100) nach Anspruch 12, wobei die
eine oder die mehreren Durchfiihrungen (137)
durch zumindest einen Endflansch (110, 112) oder
zumindest einen freien Flansch (113) oder zumin-
dest eine Kappe (133, 136) verlaufen.

14. System (100) nach Anspruch 12, wobei die
eine oder die mehreren Durchfuhrungen (137)
zumindest eine Gasdurchfiihrung oder zumindest
eine Kuhlungsdurchfiihrung oder zumindest eine
elektrische Durchfihrung umfassen.

15. System (100) nach Anspruch 1, wobei der
eine oder die mehreren Endflansche (110, 112)
umfassen:
einen ersten Endflansch (110), der an oder nahe
einer ersten Offnung (109a) angeordnet ist; und
einen zweiten Endflansch (112), der an oder nahe
einer zweiten Offnung (109b) angeordnet ist.

16. System (100) nach Anspruch 15, ferner
umfassend:
einen oder mehrere Verbindungsstébe (118), die an
den ersten Endflansch (110) und an den zweiten
Endflansch (112) gekoppelt sind, und welche dazu
ausgebildet sind, den ersten Endflansch (110) Uber
der ersten Offnung (109a) und den einen oder die
mehreren freien Flansche (113) Uber der zweiten
Offnung (109b) zu befestigen.

17. System (100) nach Anspruch 16, wobei der
eine oder die mehreren Verbindungsstabe (118)
einen oder mehrere aktive Verbindungsstabe
umfassen.

18. System (100) nach Anspruch 17, wobei der
eine oder die mehreren aktiven Verbindungsstabe
umfassen:
einen oder mehrere Kihimitteltransportstabe (126,

128), die dazu ausgebildet sind, KihImittel zwischen
zwei oder mehr der Folgenden zu transportieren:
erstem Endflansch (110), zweitem Endflansch (112),
dem einen oder den mehreren freien Flanschen
(113).

19. System (100) nach Anspruch 16, wobei der
eine oder die mehreren aktiven Verbindungsstébe
einen oder mehrere Warmeleitungsstabe (130)
umfassen.

20. System (100) nach Anspruch 19, wobei der
eine oder die mehreren Warmeleitungsstabe (130)
einen oder mehrere Warmeleitungsstabe (130)
umfassen, die dazu ausgebildet sind, Warme zwi-
schen zwei oder mehr der Folgenden zu leiten:
erstem Endflansch (110), zweitem Endflansch
(112), dem einen oder den mehreren freien Flan-
schen (113).

21. System (100) nach Anspruch 15, ferner
umfassend:
ein oder mehrere Rippen (124), die mit dem ersten
Endflansch (110) und dem zweiten Endflansch (112)
verbunden sind, und dazu ausgebildet sind, den ers-
ten Endflansch (110) tiber der ersten Offnung (109a)
und den einen oder die mehreren freien Flansche
(113) Uber der zweiten Offnung (109b) zu befesti-
gen.

22. System (100) nach Anspruch 21, wobei die
eine oder die mehreren Rippen (124) ferner dazu
ausgebildet sind, Warmeenergie von einem Bereich
der Plasmazelle (102) an eine Umgebungsatmo-
sphare zu Ubertragen.

23. System (100) nach Anspruch 1, ferner ein
oder mehrere Strahlungsabschirmelemente (132,
134) umfassend.

24. System (100) nach Anspruch 23, wobei das
eine oder die mehreren Strahlungsabschirmele-
mente umfassen: eine Strahlungsabschirmung
nahe der einen oder den mehreren Offnungen
(109a, 109b) des Transmissionselements (108),
dazu ausgebildet um zumindest Strahlung von der
Beleuchtungsquelle (111) oder zumindest vom
Plasma (104) erzeugte Strahlung daran zu hindern,
eine oder mehrere Dichtungen (114) der Plasma-
zelle (102) zu erreichen.

25. System (100) nach Anspruch 23, wobei das
eine oder die mehreren Strahlungsabschirmele-
mente umfassen: eine Beschichtung nahe der
einen oder den mehreren Offnungen (109a, 109b)
des Transmissionselements (108), dazu ausgebil-
det, um zumindest einen Teil der vom Plasma
(104) erzeugten Strahlung daran zu hindern, eine
oder mehrere Dichtungen (114) der Plasmazelle
(102) zu erreichen.
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26. System (100) nach Anspruch 1, wobei das
Transmissionselement (108) zumindest teilweise
durchlassig fur Strahlung zwischen 120 nm und
200 nm ist.

27. System (100) nach Anspruch 1, wobei das
Transmissionselement (108) zumindest teilweise
durchlassig fur Strahlung zwischen 190 nm und
260 nm ist.

28. System (100) nach Anspruch 1, wobei das
Transmissionselement (108) aus zumindest einer
der folgenden Substanzen gebildet ist: Kalziumfluo-
rid, Magnesiumfluorid, kristallinem Quarz, Saphir
und Quarzglas.

29. System (100) nach Anspruch 1, wobei vom
Plasma (104) emittierte Breitbandstrahlung ferner
zumindest eine der folgenden umfasst:
Vakuumultraviolettstrahlung, tief ultraviolette Strah-
lung, ultraviolette Strahlung und sichtbare Strahlung.

30. System (100) nach Anspruch 29, wobei das
Transmissionselement (108) zumindest teilweise
transparent ist fur eine der folgenden Strahlungen:
Vakuumultraviolettstrahlung, tief ultraviolette Strah-
lung, ultraviolette Strahlung und sichtbare Strahlung.

31. System (100) nach Anspruch 1, wobei die
Beleuchtungsquelle (111) einen oder mehrere
Laser umfasst.

32. System (100) nach Anspruch 31, wobei der
eine oder die mehreren Laser einen oder mehrere
Infrarotlaser umfassen.

33. System (100) nach Anspruch 31, wobei der
eine oder die mehreren Laser zumindest einen der
folgenden umfassen: einen Diodenlaser, einen
Dauerstrichlaser, oder einen Breitbandlaser.

34. System (100) nach Anspruch 1, wobei das
Gas zumindest eines der folgenden umfasst: ein
Inertgas, ein Nicht-Inertgas und eine Mischung aus
zwei oder mehr Gasen.

35. System (100) nach Anspruch 1, wobei das
Kollektorelement (105) dazu angeordnet ist, zumin-
dest einen Teil der Breitbandstrahlung zu sammein,
die von dem erzeugten Plasma (104) emittiert wird,
und die Breitbandstrahlung zu einem oder mehreren
zusatzlichen optischen Elementen zu leiten.

36. System (100) nach Anspruch 1, wobei das
Kollektorelement (105) ein ellipsoidférmiges Kollek-
torelement (105) umfasst.

37. Plasmazelle (102) zur Bildung eines lichtge-
stutzten Plasmas (104), umfassend:
ein Transmissionselement (108), das eine oder

mehrere Offnungen (109a, 109b) hat und dazu aus-
gebildet ist, ein Gasvolumen (103) einzuschliel3en;
einen ersten Endflansch (110), der an oder nahe der
einen oder den mehreren Offnungen (109a, 109b)
des Transmissionselements (108) angeordnet ist;
einen zweiten Endflansch (112), der an oder nahe
der einen oder den mehreren Offnungen (109a,
109b) des Transmissionselements (108) angeordnet
ist; und

mindestens einen freien Flansch (113), der zwi-
schen zumindest dem ersten Endflansch (110)
oder zumindest dem zweiten Endflansch (112) und
dem Transmissionselement (108) angeordnet ist,
wobei der mindestens eine freie Flansch (113)
beweglich ist, um eine thermische Ausdehnung
des Transmissionselements (108) auszugleichen,
wobei der zumindest eine freie Flansch (113) dazu
ausgebildet ist, das innere Volumen des Transmis-
sionselements (108) einzuschlieRen, um ein Gasvo-
lumen (103) innerhalb des Transmissionselements
(108) einzuschliel3en,

wobei das Transmissionselement (108) dazu ausge-
bildet ist, Beleuchtung von einer Beleuchtungsquelle
(111) zu empfangen um ein Plasma (104) innerhalb
des Gasvolumens (103) zu erzeugen, wobei das
Plasma (104) Breitbandstrahlung emittiert, wobei
das Transmissionselement (108) zumindest teil-
weise transparent ist fir zumindest einen Teil der
von der Beleuchtungsquelle (111) erzeugten
Beleuchtung und zumindest einen Teil der von dem
Plasma (104) emittierten Breitbandstrahlung.

38. Plasmazelle (102) zur Bildung eines lichtge-
stltzten Plasmas (104), umfassend:
ein Transmissionselement (108), das eine oder
mehrere Offnungen (109a, 109b) hat und dazu aus-
gebildet ist, ein Gasvolumen (103) einzuschlielden;
einen oder mehrere Endflansche (110, 112), die an
oder nahe der einen oder den mehreren Offnungen
(109a, 109b) des Transmissionselements (108)
angeordnet sind; und
einen oder mehrere freie Flansche (113), die zwi-
schen mindestens einem der Endflansche (110,
112) und dem Transmissionselement (108) ange-
ordnet sind, wobei der eine oder die mehreren freien
Flansche (113) beweglich sind, um eine thermische
Ausdehnung des Transmissionselements (108) aus-
zugleichen;
wobei das Transmissionselement (108) dazu ausge-
bildet ist, Beleuchtung von einer Beleuchtungsquelle
(111) zu empfangen um ein Plasma (104) innerhalb
des Gasvolumens (103) zu erzeugen, wobei das
Plasma (104) Breitbandstrahlung emittiert, wobei
das Transmissionselement (108) zumindest teil-
weise transparent ist fir zumindest einen Teil der
von der Beleuchtungsquelle (111) erzeugten
Beleuchtung und zumindest einen Teil der von dem
Plasma (104) emittierten Breitbandstrahlung.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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